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Abstract (en)
[origin: US2015225856A1] A method for the manufacture of a substrate provided with a chromium VI-free and a cobalt-free passivation by the
application of a first acidic passivation and a second alkaline passivation, containing a silane-modified and/or a siloxane modified silicate, with which
an improved protection against corrosion is achieved, an aqueous, acidic composition for passivating and a passivated substrate, and a device for
applying the passivation.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines mit einer Chrom-VI-freien und kobaltfreien Passivierung versehenen metallischen Substrats
durch Aufbringen einer ersten sauren Passivierung und einer zweiten alkalischen Passivierung, aufweisend ein silanmodifiziertes und/oder
siloxanmodifiziertes Silikat, mit dem ein verbesserter Korrosionsschutz erreicht wird, eine wässrige saure Zusammensetzung zum Passivieren sowie
ein passiviertes Substrat und eine Vorrichtung zum Aufbringen der Passivierung.
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